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VerbffenUicht 

Mit internationaUm RecherchenberichL 

Vor AblaufderflirAnderungen der Ansprtiche at^buaenen 

Frist. Veroffaaiichut^ wird witderholt fidts Atidermgen 

eintreffen. 



(54) Tllle: METHOD TO PRODUCE A FABRIC STKIP, ESPECIALLY FOR A SCREEN PRINTING FORM. AND FABRIC, 
ESPECIALLY SCREEN PRINTING FABRIC 

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM HERStHLLEN EINER GEWEBEBAHN. INSBESONDERE FOR EINE SIEBDRUCKFORM, 
SOWIE GEWEBE. INSBESONDERE SIEBDRUCKGEWEBE 

(57) Abstract 



The invention relates to a method to produce 
a fabric strip, especially foriue as a screen printing 
template made from plastic faiwic, which is vacuum 
metallized with an encasing layer and is then given an 
electroplated coating. 

(57) 



Die Erfindung betrifft ein Veifahren sum Her- 
stellen einer Gewebebahn. insbesondere fltr den Einsatz 
als Siebdnickschablone aus einem Kunststoffgcwebe, 
die mit einem l^taHQbeRUg venehen wild, bei dem 
das Gewebe mil einer Maneelichlcht bedunpft und an- 
schliefiend gaWanlsch beschichtet wird. 
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Verfahren zum Herstellen einer Gewebebahn. inebee ondere f<ir 
elne Siebdruckf orm, sowle Gewebe, inebeeondere 
5 Siebdruclcqewebe 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer 
Gewebebahn, insbesondere £ur den Einsatz als Siebdruck£orm 
aus einem Kunststof fgewebe. Zudem erfafit die Erfindung ein 
10 Gewebe aus sich kreuzenden Str&ngen, insbesondere ein 
Siebdruckgewebe aus vor allem KunststoffSden. 

Das Siebdruckverf ahren ist -- Jahrhunderte nach seiner er- 
sten Anwendung in China etwa seit dera 19. Jahrhimdert in 

15 Europa bekannt; ein feinmaschiges Textil- oder Drahtgewebe 
wird in einem Siebdruckrahmen aufgespannt und an den bild- 
freien Bereichen farbundurchlSssig abgedeckt. Neben 
manuellen Schnittschablonen -- etwa fur Beschrif tungen -- 
sind heute bevorzugt photograph isch hergestellte Direkt- 

20 Oder Indirektschablonen Ckblich; die Wahl der Schablonenart 
bei den Direktschablonen solche mit Emulsion, mit 
Direktfilm und Emulsion oder mit Direktfilm und Wasser 
bleibt dem Siebdrucker flberlassen. 

25 Urn eine Siebdruckf orm herzustellen, bedarf es ublicherweise 
mehrerer Schritte. Zuerst wird ein Siebdruckgewebe (kber 
einem Druckrahmen aus Leichtmetall, Holz od.dgl. aufge- 
spannt und in seiner Spannlage mit dem Druckrahmen ver- 
klebt. Eine Reinigung des Gewebes ermdglicht das 

30 anschlieSende Auftragen einer lichtempfindlichen Emulsion, 
beispielsweise unter Einsatz einer Beschichtungsrinne 
manuell oder maschinell mit einem Beschichtungsautomaten. 
Da die Beschichtung nicht exakt bis zur Rahmeninnenseite 
erzeugt werden kann, mufi die Restflache nachtraglich mit 

35 Siebfuller abgedichtet werden. Nunmehr wird die beschich- 
tete FlSche mittels einer dem Druckbild entsprechenden Ko- 
piervorlage (Film) belichtet. Die nicht belichteten Druck- 
bildbereiche werden ausgewaschen . Nach dem Trocknen der 
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Schablone erfolgt das Retuschieren sowle das Abdecken der 
Rander mit Siebfiiller. 

F(ir bestimmte Einsatzgebiete ist es bekannt, bei 
5 Kunststof fnetzen durch eine chemische Behandlung der 
Oberflache an dieser Palladiumkeime anzusiedeln und die 
Filamente zu metallisieren, Diese chemischen 

Behandlungsprozesse verlaufen uber mehrere Stufen und sind 
in ihren ZusammenseCzungen und AblSufen au£ das jeweilige 

10 Kunststof f material abzustimmen. EinschrSnkungen bei der 
Werkstof f auswahl sind aufgrund von schlechten oder 
ungeeigneten Materialien vorgegeben. An die bekannten 
teueren Vorbehandlungen konnen teuere chemische 
Metallabscheidungsprozesse anschliefien; wegen ihrer 

15 ungenugenden Leitf Shigkeit ISfit sich die vorbehandelte 
Kunststof fgewebeoberflllche nicht direkt mit einer 
galvanischen Metallabscheidung Oberziehen. 

In Kenntnis dieses Standes der Technik hat sich der Erfin- 
20 der das Ziel gesetzt, das eingangs genannte Verfahren so zu 
verbessern, dafi unter Meidung der bekannten Mdingel kosten* 
guns tig betriebssichere Gewebebahnen insbesondere fur den 
Einsatz beim Siebdrucken entstehen; teuere metallische 
Gewebe soil ten sich durch metallisierte Kunststof fgewebe 
25 ersetzen lassen. Zudem soil deren Einsatzgebiet erweitert 
werden. 

Zur Losung dieser Aufgabe fiihren die Lehren der unabhangi- 
gen PatentansprOche; die Unteranspriiche geben gunstige Wei- 
30 terbildungen an. 

Erf indungsgemcliS wird das Gewebe, vor allem ein 
Kunststof fgewebe, rait einer metallischen Mantelschicht 
bedampft und anschlieSend galvanisch beschichtet . 

35 

Nach einem anderen Merkmal der Erfindung kann das Gewebe 
auch durch sog. sputtering durch KathodenzerstcLubung 
fur das Galvanisieren prSpariert werden. 
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SchlieSlich liegt eine solche Vorbereitung mittels Plas- 
maspritzen in Vakuum im Rahinen der Erfindung. 

Alle Bedampfungswerkstof fe sind erf indungsgem^S frei wahl- 
bar sowie auf das anschliefiende Galvanisieren abzustimmen. 
Bevorzugt wird aber vor alXem Nickel wegen seiner 
chemischen Resistenz; andere hier vorteilhafterweise 
eingesetzte Stoffe sind Gold, Silber, Kupfer, Stahl oder 
ein Leichtmetall -- insbesondere Aluminium allein oder 

als Leg ie rung. 

Nach einem anderen Merkmal der Erfindung soil der Bedarap- 
fungs- Oder Sputter-Prozefi beidseitig durchgefuhrt werden, 
und er ist fiir spezielle Anf orderungen auch mehrtnals wie- 
derholbar. Dabei werden Schichtdicken von etwa 5 bis uber 
200 Nanometer -- vor allem uber 50 nm -- erzeugt, welche je 
nach Gewebetyp und Bedampfungaart Oberf l&chenwiderstSnde 
von etwa 0,2 ohm/2 bis Ciber hundert ohm/2 aufweisen k&nnen. 

Durch den trockenen Verf ahrensschritt des Aufdarapfens, der 
Kathodenzerstaubung -~ also des erwShnten Sputtems oder 
Flasmaspritzen in Vakuum wird die elektrische LeitfUhigkeit 
des Gewebes hergestellt. 

Die mechanischen Eigenschaf ten des metallisierten Gewebes 
werden uberwiegend durch die Galvanisienmg bestimmt; die 
Dehnung wird bei erhdhter Festigkeit des Gewebes markant 
reduziert sowie -- unabh&ngig von der Art der Ausgangsge- 
webe die Schiebefestigkeit des Gewebes auSerordentlich 
erhSht, Die metallisierenden Substanzen tragen vor allem 
zur Festigkeit an den Bindungsstellen des Gewebes aus 
Kunststof f -Grundwerkstoffen bei und bilden eine leitfahige 
OberflSche. So wird es mdglich, teuere metallische Gewebe 
durch metallisierte Kunststoff gewebe mit Shnlichen 
Eigenschaf ten zu ersetzen. 



wo 98/10940 



4 



PCT/EP97/04844 



Als Basis fur die -- fertig konf ektionierte und mit 
Beschichtung versehene -- Siebdruckf orm wird also ein 
metallisiertes Kunststof f-Gewebe eingesetzt, bevorzugt mit 
einem Metal luberzug aus Nickel wegen dessen allgemeiner 
5 Festigkeit. Die metallische OberflSche der Siebdruckplatte 
reduziert den VerschleiB der Schablone, wodurch mit 
letzterer sehr hohe Druck-Auf lagen realisierbar warden. Die 
leitfShige OberflSche der Siebdruckplatte verhindert 
statische Aufladungen. Einschrankungen bezuglich 
10 Bedruckstof fen oder Farben aufgrund von Statik-Problemen 
kdnnen praktisch ausgeschlossen werden. 

Das erf indungsgemaSe metallisierte Kunststof fgewebe 
gewAhrleistet minimalste Dehnungen bei einer ausreichenden 
15 Grundfestigkeit und bewirkt, dafi kaum meSbare 
Passerdif ferenzen an der Schablone vorhanden sind, 
unabhSngig vom eingestellten Spannzug. 

Die vollflachige Beschichtung des begrenzt flexiblen 
20 metallisierten Gewebes bewirkt eine hohe, reproduzierbare 
Schablonenqualit&t mit exzellenter Randsch^rfe und exakter 
Farbdosierung . Eine allenfalls aufgebrachte Schutzfolie 
vermindert Fehlmanipulationen, die eine EinbuSe der 
Beschichtungsqualitat hervorrufen kSnnten. Da die 
25 Beschichtung an der endlosen Geweberolle vorgenommen wird, 
ent fallen Abdeckarbeiten, wie sie heute <U>lich sind. 

Zusammenfassend ergeben sich die folgenden Vorteile: 
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Die metal lische Bedampfung, die Sputterung bzw, 
das Plasmaspritzen in Vakuum von Geweben vor 
allem Kunststoff geweben -- erfolgt kostengun- 
stig sowie kontinuierlich und schafft eine lei- 
tende Mantelschicht als Grundlage f^r eine an- 
schliefiende galvanische Metallisierung, ohne 
dafi Neben- oder Abf allprodukte entstehen, die 
einer Entsorgung zugefflhrt werden milEten; 

ohne spezielle ProzeSanpassung kdnnen fCr die 
metallische Bedampfung oder Besputterung belie- 
bige Kunststof f -Grundmaterialien eingesetzt 
werden, beispielsweise PET, PA, PE, HPPE 
od.dgl . ; 

die Bedampfungsmaterialien sind ebenfalls prak- 
tisch frei wShlbar und kdnnen somit z.B. auf 
einen anschliefienden GalvanisierungsprozeE ab- 
gestimmt werden; 

die in ihrer Auf tragsdicke frei bestimmbare 
galvanische Metal labscheidung kann direkt auf 
die Mantelschicht erfolgen; 

die so entstehenden metallisierten Kunststoff- 
gewebe weisen eine wesentlich geringere Dehnung 
bei h6herer Belastbarkeit auf und bieten somit 
Shnliche Dehn- bzw. Belastungseigenschaften wie 
Stahlgewebe; 

die Maschen des Gewebes lassen sich dank der 
Metallisierung nicht mehr schieben bzw. verfor- 
men, d.h. Zug in einer Fadenrichtung fuhrt 
nicht zu einer Deformation des Gewebes - sehr 
of fenmaschige Gewebe behalten ihre Maschengeo- 
metrie bei mechanischer Beanspruchung bei. 
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Zwar dient die Erfindung vor allem zum Erzeugen einer Sieb- 
druckschablone, jedoch konnen auch Gewebe £ur andere Ein- 
sStze in der beschriebenen Art behandelt werden, insbeson- 
dere Filtergewebe oder Flachenelemente zur Abschirmung im 
Bereich der Elektronik. 
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Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung 
ergeben sich aus der nachf olgenden Beschreibung eines be- 
vorzugten Ausf uhrungsbeispieles sowie anhand der Zeichnung; 
diese zeigt jeweils schematisch in 

Pig. 1: einen Querschnitt durch ein Gewebe; 



Pig. 2: eine Schr^gsicht auf einen vergr6iSerten 

Teil des Gewebes; 

10 

Fig. 3: einen vergr6Serten Ausschnitt aus 

Pig. 2 mit Schragsicht auf eine Bindung 
zweier sich kreuzender Fdden. 



15 

Ein Gewebe 10 zum Herstellen von Siebdruckschablonen ist 
aus sich kreuzenden KettfSden 12 und SchuSfSden 14 erzeugt, 
nach Fig. 1 in sog. Leinwand- Bindung, bei der zu einem Rap- 
port einer durch eine bestimmte Anzahl von Bindungsstel- 
20 len 16 festgelegte Wiederholungseinheit je zwei KettfA- 
den 12 und zwei SchuSfSden 14 gehdren. Diese Faden 12, 14 
konnen aus beliebigen Kunststof f -Grundmaterialien bestehen, 
etwa aus Polyamid (PA), Polyethylen {PE) , Polyethylen- 
terephtalat (PET) od.dgl. mehr. 

25 

Das Kunststof f gewebe 10 wird als Rolle kontinuierlich einem 
BedampfungsprozeS unterworfen, wobei die maximale BahnlSnge 
durch den hdchstmoglichen Wickeldurchmesser in der 
Bedampfungsanlage bestimmt wird. 

30 

Als Bedampfungswerkstof f werden beispielsweise Gold, 
Silber, Kupfer, Nickel, Stahl, Aluminium od.dgl. Edel-, 
Bunt-, Schwer- oder Leichtmetalle -- jeweils allein oder in 
Kombination eingesetzt und zwar in Abstimmung auf die 
35 nachf olgende Galvanisierung. 
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Der Bedampfungs- oder Sputtervorgang -- gegebenenf alls auch 

ein Plasmaauf trag in Vakuum wird beidseitig durchge- 

fOhrt und tHr besondere Anforderungen gegebenenfalls mehr- 
mals wiederholt. Dabei entsteht urn den Faden 12, 14 als je- 
5 weiligem Kunststof fkern -- der in Fig, 2,3 der besseren 
Ubersicht wegen im Unterschied zum Kett- und SchuSfaden 12, 
14 mit 12, und 14. bezeichnet ist -- eines Durchmessers a 
von beispielsweise 15 fim bis 100 eine in Fig. 3 

verdeutlichte Mantelschicht 18 einer Schichtdicke b von 
10 etwa 50 bis fiber 200 nm, die je nach Gewebetyp und 
Bedampf ungsart Oberf ISchenwiderstande von unter 0,5 ohni/2 
bis uber 100 ohm/2 aufweisen kdnnen. 

Dieser trockene Beschichtungsvorgang kann zudem im Bereich 
15 jeder Bindung 16 zu Herkstoffansammlungen fuhren, von denen 
eine in Fig. 2 zwischen den sich kreuzenden F&den 12, 14 
bei 20 angedeutet ist . 

Auf dem in beschriebener Weise durch Bedampf ung vorbereite- 
20 ten Kunststof fgewebe kann nun eine direkte galvanische Me- 
tallabscheidung vorgenommen werden. Dabei mogen wiederum 
beliebige Metalle eingesetzt werden wie etwa Cu, Ni 
od . dgl . . 

25 Bedampf ungsmaterial und Bedampf ungsdicke sind auf den 
anschlie&enden GalvanikprozeS abzustimmen, um zu vermeiden, 
dafi die Mantelschicht 18 durch das Galvanikbad abgebaut 
wird, wodurch bei groSeren Expos i t ions ze it en die 
Leitf&higkeit der Bedampfung reduziert oder eliminiert 

3 0 wCirde. Kombinationen fQr eine galvanische Metalllsierung 
sind u. a. : 

* eine Cu -Bedampfung mit einem Oberf ISchenwider- 
stand von etwa 0,5 bis 1 ohm/2 fur eine 
35 anschliefiende galvemische Vernickelung oder 
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* eine Stahl-Bedampfung mit einem Oberfl&chenwi - 
derstand von etwa 0,4 ohin/2 bis 10 kohin/2 fur 
eine folgende galvanische Vernickelung. 

5 Die galvanische Metallisierung kann als kontinuierlicher 
ProzeS bei praktisch beliebiger Rollenlange durchge£{lhrt 
werden und filihrt zu einem geschlossenen MetallCiberzug 22 
wahlbarer Schichtdicke e von bevorzugt 2 bis 20 
und mehr iiber das gesamte Gewebe 10; dieser 

10 Metal lOberzug 22 sorgc sowohl fOr eine hohe mechanische 
StabilitSt, vor allem Schiebefestigkeit , als auch fUr eine 
chemische Resistenz des metallisierten Gewebes 10; dessen 
Festigkeit wird wie gesagt -- bei deutlicher 

Verminderung der pehnf ahigkeit erheblich erh6ht . 
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1. Verfahren zum Herstellen einer Gewebebahn, insbeson- 
5 dere fur den Einsatz als Siebdruckschablone aus einem 

Kunststof fgewebe, die mit einem Metalluberzug (22) 
versehen wird, bei dem das Gewebe (10) mit einer Man- 
telschicht (16) bedampft und anschlieSend galvanisch 
beschichtet wird. 

10 

2. Verfahren zum Herstellen einer Gewebebahn, insbeson- 
dere fiir den Einsatz als Siebdruckschablone aus einem 
Kunst St off gewebe, die mit einem Metalluberzug (22) 
versehen wird, bei dem das Gewebe (10) auf dem Wege 

15 der Kathodenzerstaubung mit einer metallischen 

Mantelschicht (18) versehen und anschlie&end 
galvanisch beschichtet wird. 

3. Verfahren zum Herstellen einer Gewebebahn, insbeson- 
20 dere fiir den Einsatz als Siebdruckschablone aus einem 

Kunststoff gewebe, die mit einem Metalluberzug (22) 
versehen wird, bei dem das Gewebe (10) in Vakuum auf 
dem Wege des Plaamaspritzens mit einer Mantelschicht 
(18) versehen und anschliefiend galvanisch beschichtet 
25 wird, gegebenenfalls durch beidseitiges 

Plasmaspritzen . 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, gekenn- 
zeichnet durch einen metallischen Bedampfungswerk- 

30 stof f fur die Mantelschicht (16) , insbesondere eine 

metallische Legierung. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch ein 
Edelmetall, ein Buntmetall, ein Schwermetall oder ein 

35 Leichtmetall . 
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6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, gekennzeichnet 
durch einen Gehalt an Gold, Silber, Nickel bzw. 
Kupfer, insbesondere in Reinstform der ElemenCe. 

7. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, gekennzeichnet 
durch ein Gehalt an Nickel, Chrom, Stahl oder 

Aluminium . 

8. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi das Bedampfen oder Sputtem beidseitig 
durchgefQhrt wird. 

9. Verfahren nach einem der AnsprCiche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, dafi eine Mantelschicht (18) mit einer 
Schichtdicke (b) von etwa 5 bis fiber 200 Nanometer, 
insbesondere von 50 nm bis 200 nm, und/oder rait einera 
Oberf lachenwiderstand von etwa 0,2 ohm/2 bis uber 200 
ohm/2 erzeugt wird. 

10. Verfahren nach wenigstens einem der AnsprQche 1 bis 
9, gekennzeichnet durch einen die Mantelschicht (18) 
umfangenden, galvanisch erzeugten Metal luberzug (22) 
einer Schichtdicke (e) von etwa 2 /im bis fiber 20 fxm. 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, dafi als Metallfiberzug (22) Nickel 
aufgalvanisiert wird. 

12. Verfahren nach einem der Ansprfiche 1 bis 11, gekenn- 
zeichnet durch eine Bedampfung der sich kreuzenden 
strange oder Kunststof fSden (12, 14) mit Kupfer und 
anschlieSende galvanische Vernickelung, wobei in der 
Bedampf ungsschicht ein Oberf lachenwiderstand von etwa 
0,5 bis 1 ohm/2 erzeugt wird. 
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13. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 12, gekenn- 
zeichnet durch eine Bedampfung der sich kreuzenden 
Str&nge oder Kunststo£fdden (12,14) mit 
StahlwerksCof f und anschliefiende galvanische 
Vernickelung, wobei in der Bedampfungsschicht eln 
Oberf lachenwiderstand von etwa 0,4 ohm/2 bis 
10 kohin/2 erzeugt wird. 

14. Gewebe aus sich kreuzenden StrSngen, insbesondere 
Siebdruckgewebe aus Kunststof f 3den, das vor allem 

nach einem der voraufgehenden Anspruche hergestellt 
ist, dadurch gekennzeichnet , dafi die Strange oder 
Kunststof £&den (12, 14) mit einer auf gedampf ten oder 
gesputterten Mantelechicht (18) uberzogen sind, die 
ihrerseits von einem Metallilberzug (22) uberdeckt 
ist . 

15. Gewebe nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet , daft 
die Mantelschicht (18) aus zumindest einem metal - 
lischen Werkstoff besteht. 

16. Gewebe nach Anspruch 14 oder 15, dadurch 
gekennzeichnet, daS die Mantelschicht (18) Gold, 
Silber, Nickel, Kupfer, Chrom, Stahl und/oder 
Leichtmetall enthalt. 

17. Gewebe nach einem der AnsprAche 14 bis 16, 
gekennzeichnet durch eine Dicke (b) der Mantelschicht 
(18) zwischen etwa 5 und iiber 200 Nanometer, 
insbesondere 50 bis 200 Nanometer und/oder durch 
einen OberflSchenwiderstand von etwa 0,2 ohm/2 bis 
uber 200 ohm/ 2. 

18. Gewebe nach einem der Anspruche 14 bis 17, 
gekennzeichnet durch eine Mantelschicht (18) mit/aus 
Kupfer Oder Stahlwerkstoff . 
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19. Gewebe nach wenigstens einem der Anspriiche 14 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet , daS der galvanisch erzeugte 
Metalliiberzug (22) der Mantelschicht (18) eine 
Schichtdicke (e) von etwa 2 ixm bis uber 20 auf- 
5 weist und/oder daiS der MetallCiberzug (22) Nickel ent- 

hSlt, bevorzugt aus Nickel besteht. 
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20. 



Verwendung eines Gewebes nach wenigstens einem der 
Anspruche 14 bis 19 als Filtergewebe oder zur 
Abschirmung im Bereich der Elektronik. 
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